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SUBSTRAT

(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a structure

N
N

comprising at least two tiles on a substrate, said method comprising: - plac-
ing, ona support substrate (1, 3, S), at least two tiles (P1, P2), (P'1, P'2)), said
tiles being arranged on said support substrate (1, 3, S) in an incorrect distrib-
ution and/or geometry compared with a target distribution and/or geometry;
- forming a mask comprising a protective film (M1, M2) that at least partial-
ly covers said tiles ((P1, P2), (P'l, P'2)) according to a pattern that defines
the target distribution and/or geometry and at least one opening extending
around the protective film (M1, M2); - etching at least one tile (P1, P2, P'l,
P'2) through the opening in the mask so as to correct the arrangement of the
tiles according to the target distribution and/or geometry.

(57) Abrégé : L'invention concerne un procédé de fabrication d'une struc-

ture comprenant au moins deux pavés sur un substrat, comprenant : - le pla-
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cement, sur un substrat support (1, 3, S), d'au moins deux pavés ((P1, P2),
(P'1, P'2)) lesdits pavés étant agencés sur ledit substrat (1, 3, S) support selon
une distribution et/ou une géométrie erronée par rapport a une distribution
et/ou une géométrie cible; - la formation d'un masque comprenant un film
protecteur (M1, M2) recouvrant en pattie lesdits pavés ((P1, P2), (P'l, P'2))
selon un motif définissant la distribution et/ou la géométrie cible et au moins
une ouverture s'étendant autour du film protecteur (M1, M2); - la gravure
d'au moins un pavé (P1, P2, P'l, P'2) au travers de l'ouverture du masque

de sorte a corriger 'agencement des pavés selon la distribution et/ou la géo-

FIGURE 6

métrie cible.
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